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ZARZADZENIE Nr 158
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI,

MIAR [ JAKOSCI

z dnia 1S grudnia 1980 r.

o zatwierdzeniu typow wzorcow do chromatografii gazowej z grupy
substancji czystych, wytwarzanych przez Zakiad Doswiadczalny
,Chemipan® Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Kasprzaka 44
(4.8700 A1/1)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i1 narz¢dziach pomiarowych (Dz.
U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
1art. 2 ust. 1. ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jakosci
(Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 i 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 1 § [l ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centrainego Urzedu Jakosci 1 Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkow i trybu zatwierdzania typu
narzgdzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji
seryjnej {Monitor Polski z 1967 r. nr 4. poz. 21, z
1970 r. nr 4, poz. 39,2 1972 r. nr 53, poz. 2851z 1977 r.

nr |, poz. 11) zarzadza sig, co nastgpuje:
Postanowienia ogéine
§ 1.1. Zatwierdza si¢ typy wzorcéw do chromatogra-

fii gazowej z grupy substancji czystych, zwanych dalej
~wzorcami®, wytwarzanych przez Zaktad Doswiadczal-
ny ,Chemipan“ Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
ul. Kasprzaka 44,

2. Wzorcom nadaje si¢ znaki typu podane w tablicy.

§ 2. Wzorce powinny byé¢ wytwarzane zgodnie z-
przedstawionymi wzorami ($wiadkami typu zatwierdzo- .

nego) i dokumentacja techniczng.

Zakres stosowania

§ 3.1. Wzorce s3 przeznaczone do poréwnawczych
pomiaréw st¢Zenia substancji czystej w badanym ma-
teriale metoda chromatografii gazowe].

2. Wzorce nie powinny by¢ stosowane do celéw,
do ktérych niezbgdna jest znajomos¢ sktadu zanieczysz-
czen.

Metody sporzadzania wzorcéw

§ 4.1. Wzorzec acetonu otrzymuje si¢ w wyniku pod-
dania acetonu czystego, produkcji krajowej. procesowi
rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie rektyfikacyj-
nej.

2. Wzorzec benzenu otrzymuje si¢ w wyniku rekty-
fikacji azeotropowej benzenu czystego bez tiofenu, pro-
dukcji krajowej, na wysokosprawnej kolumnie rektyfi-
kacyjnej.

3. Wzorzec n-butylobenzenu otrzymuje si¢ w wy-
niku poddania n-butylobenzenu czystego, z importu,
procesowi rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie
rektyfikacyjnej.

4. Wzorzec alkoholu n-butylowego otrzymuje sie w
wyniku poddania alkoholu n-butylowego czystego, pro-
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dukcji krajowej, procesowi rektyfikacji na wysokospra-
wnej kolumnie rektyfikacyjnej.

5. Wzorzec cykloheksanu otrzymuje si¢ w wyniku
poddania cykloheksanu czystego, produkcji krajowe],
kolejnym procesom oczyszczania na drodze sorpcji na
zelu krzemionkowym i rektyfikacji na wysokosprawnej
kolumnie destylacyjne;j.

6. Wzorzec cykloheksanolu otrzymuje si¢ w wyniku
rektyfikacji cykloheksanolu czystego, produkcji krajo-
wej, na wysokosprawnej kolumnie destylacyjnej pod
zmniejszonym ci$nieniem.

7. Wzorzec cykloheksanonu otrzymuje si¢ w wyniku
rektyfikacji cykloheksanonu czystego, produkcji krajo-
wej, na wysokosprawnej kolumnie destylacyjne;j.

8. Wzorzec etylobenzenu otrzymuje si¢ w wyniku
poddania etylobenzenu czystego, produkcji krajowe;j,
procesowi rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie
rektyfikacyjne;.

9. Wzorzec alkoholu etylowego otrzymuje si¢ w wy-
niku poddania alkoholu etylowego czystego, produkcji
krajowej, procesowi rektyfikacji na wysokosprawnej
kolumnie rektyfikacyjnej, nast¢pnie odwodnieniu me-
toda Gringarda i powtdrnej destylac)i. :

10. Wzorzec octanu etylu otrzymuje si¢ w wyniku
poddania octanu etylu czystego, produkcji krajowej,
procesowi rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie re-
ktyfikacyjne).

11. Wzorzec heksadckanu otrzymuje si¢ w wyniku
poddawania heksadekanu czystego, z importu, kilka-
krotnemu procesowi destylacji na wysokosprawnej ko-
lumnie pod zmniejszonym ci$nieniem.

12. Wzorzec heksanu otrzymuje sie w wyniku podda-
nia heksanu czystego, z importu, kolejnym procesom
oczyszczania na drodze rektyfikacji na wysokosprawne;j
kolumnie destylacyjnej, sorpcji na zelu krzemionkowym
i ponownej rektyfikacji na kolumnie destylacyjnej z
periodycznym odbiorem.

13. Wzorzec n-heptanu otrzymuje sic w wyniku pod-
dania n-heptanu czystego, z importu, dwukrotnemu
procesowi rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie re-
ktyfikacyjnej.

14. Wzorzec izo-butylobenzenu otrzymuje si¢ w wy-
niku rektyfikacji izo-butylobenzenu, z importu, na wy-
sokosprawnej kolumnie destylacyjnej z odbiorem perio-
dycznym.

15. Wzorzec izo-oktanu otrzymuje si¢ w wyniku rek-
tyfikacji izo-oktanu czystego na wysokosprawnej kolum-
nie destylacyjnej.

16. Wzorzec 2-propanolu otrzymuje si¢ w wyniku
rektyfikacji 2-propanolu czystego, produkcji krajowej,
na wysokosprawnej kolumnie rektyfikacyjne;.

17. Wzorzec 2,3,6-kolidyny otrzymuje sie w wyniku
poddania 2,3,6-kolidyny czystej, z impartu, procesowi
oczyszczania przez przeprowadzenie jej w zwigzek kom-
pleksowy z chlorkiem miedziawym, roztozenia go roz-
tworem wodorotlenku sodu, osuszenia wydzielonej 2,3,
6-kolidyny stalym wodorotlenkiem sodu i nast¢pnie
Jjej przedestylowania.

18. Wzorzec 2,4,6-kolidyny otrzymuje sic w wyniku
poddania 2.4,6-kolidyny czystej, z importu, procesowi

dwukrotnego przeprowadzenia jej w chlorowodorek i
rozlozenia go roztworem wodnym wogorotlenku sodu,
nast¢pnie suszenia wydzielone] 2,4,6-kolidyny statym
wodorotlenkiem sodu i destylowania jej na wysoko-
sprawnej kolumnie rektyfikacyjne;.

19. Wzorzec o-ksylenu otrzymuje si¢ w wyniku pod-
dania o-ksylenu czystego, z importu, procesowi dwu-
krotnej rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie rekty-
fikacyjne;j.

20. Wzorzec m-ksylenu otrzymuje si¢ w wyniku pod-
dania m-ksylenu czystego, produkcji krajowej, proce-
sowi oczyszczania, przeprowadzajac go w kwas m-ksy-
leno-4-sulfonowy, ktéry nastepnie poddaje si¢ frakcjo-

- nowanej hydrolizie przegrzang para wodng, przemyciu

roztworem sody i woda, a nastepnie odwodnieniu.

21. Wzorzec p-ksylenu otrzymuje si¢ w wyniku pod-
dania p-ksylenu czystego, produkcji krajowej, kolejnym
procesom odsiarkowywania nad sodem, dwukrotnej
krystalizacji kompleksu p-ksylen-czterochlorek wegla i
dwukratnej rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie
destylacyjnej.

22. Wzorzec kumenu otrzymuje si¢ w.wyniku rafi-
nacji kumenu czystego, produkcji krajowej, kwasem
siarkowym, a nastepnie rektyfikacji na wysokosprawnej
kolumnie destylacyjne;.

23. Wzorzec 2,4-lutydyny otrzymuje sie w wyniku
poddania 2,4-lutydyny czystej, z importu, procesowi
oczyszczania przez przeprowadzenie jej w zwigzek kom-

pleksowy z chlorkiem miedziowym, roztozenia go roz-

tworem wodnym wodorotlenku sodu i destylowania jej
na wysokosprawnej kolumnie rektyfikacyjne).

24. Wzorzec 2,6-lutydyny otrzymuje si¢ w wyniku
poddania 2,6-lutydyny czystej, z importu, procesowi
dwukrotnego przeprowadzenia jej w chlorowodorek i
rozlozenia go roztworem wodnym wodorotlenku sodu;
nastepnie suszenia wydzielonej 2,6-lutydyny statym wo-
dorotlenkiem sodu i destylowania jej na wysokospraw-
nej kolumnie rektyfikacyjnej.

25. Wzorzec 3,5-lutydyny otrzymuje sig¢ w wyniku
poddania 3,5-lutydyny czystej, z importu, procesowi
dwukrotnego przeprowadzania jej w chlorowodorek i
roztozenia go roztworem wodnym wodorotlenku sodu,
nastepnie suszenia wydzielonej 3,5-lutydyny statym wo-
dorotlenkiem sodu i destylowania jej na wysokospraw-
nej kolumnie rektyfikacyjnej.

26. Wzorzec metylocykloheksanu otrzymuje sig w
wyniku poddania metylocykloheksanu czystego, pro-

- dukcji krajowej, kolejnym procesom oczyszczania na

drodze sorpcji na zelu krzemionkowym i rektyfikacji
na wysokosprawnej kolumnie destylacyjnej.

27. Wzorzec 2-metylonaftalenu otrzymuje si¢ w wy-
niku poddania 2-metylonaftalenu czystego, produkeji
krajowej, kilkakrotnemu procesowi rektyfikacji na wy-
sokosprawnej kolumnie, a nastgpnie dwukrotnej krysta-
lizacji. '

28. Wzorzec 2-metylopentanu otrzymuje si¢ w wy-
niku poddania 2-metylopentanu czystego, z importu,
procesowi rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie
rektyfikacyjnej. ' o

29. Wzorzec 3-metylopentanu otrzymuje si¢ w wyni-
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ku poddania 3-metylopentanu czystego, z importu, pro-
cesowi rektyfikacji na wysokosprawnej koluimnie rekty-
fikacyjne;j.

30. Wzorzec alkoholu metylowego otrzymuje si¢ w
wyniku poddania alkoholu metylowego czystego do
analizy, produkcji krajowej, procesowi rektyfikacji na
wysokosprawnej kolumnie rektyfikacyjnej, nastgpnie

odwodnieniu metodg Gringarda i powtdrnej destylacji.”

31. Wzorzec naftalenu otrzymuje si¢ w wyniku pod-
dania naftalenu czystego, produkcji krajowej, proceso-
wi rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie rektyfika-
cyjnej i nastepnie krystalizacji w aparacie Molinariego.

32. Wzorzec nonanu otrzymuje si¢ W wyniku rekty-
fikacji nonanu czystego, z importu, na wysokosprawnej
kolumnie rektyfikacyjne;.

33. Wzorzec n-oktanu otrzymuje si¢ w wyniku rekty-
fikacji n-oktanu czystego, z importu, na wysokospraw-
nej kolumnic destylacyjne;j.

34, Wzorzec n-pentanu otrzymuje si¢ w wvniku rek-
tyfikacji m-pentanu czystego, z importu, na wysoko-
sprawnej kolumnie destylacyjne;.

35. Wzorzec 3-pikoliny otrzymuje si¢ w wyniku pod-
dania'?-pikoliny czystej, z importu, procesowi oczysz-
czania przez przeprowadzenie jej w zwiazek komplekso-
wy z chlorkiem miedziawym, rozlozenia go roztworem
wodnym wodorotlenku sodu, osuszenia wydzielonej 3-

-pikoliny stalym wodorotlenkiem sodu i destylowania*

jej na wysoko sprawnej kolumnie rektyfikacyjne;.

36. Wzorzec pirydyny otrzymuje si¢ w wyniku rekty-
fikacji pirydyny czystej, produkcji krajowej, na wysoko-
sprawnej kolumnie rektyfikacyjne;.

37. Wzorzec propylobenzenu otrzymuje si¢ w wyniku
poddania propylobenzenu czystego, z importu, proce-
sowi rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie rektyfi-
kacyjne;j.
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38. Wzorzec alkoholu n-propylowego otrzymuje si¢
w wyniku poddania alkoholu n-propylowego czystego,
produkcji krajowej, procesowi rektyfikacji na wysoko-
sprawnej kolumnie rektyfikacyjne,.

39. Wzorzec pseudokumenu otrzymuje si¢ w wyniku
poddania pseudokumenu czystego, z importu, proceso-
wi rektyfikacji na wysokosprawnej kolumnie rektyfika-

" cyjnej i krystalizacji w aparacie Molinariego,

40. Wzorzec tiofenu otrzymuje sic w wyniku podda- -
wania tiofenu czystego, z importu, kilkakrotnemu pro-
cesowi destylacji na wysokosprawnej kolumnie destyla-
cyjnej.

41. Wzorzec toluenu otrzymuje si¢ w wyniku rafina-
cji toluenu czystego, produkcji krajowej, kwasem siar-
kowym, a nast¢pnie rektyfikacji azeotropowej na wyso-
kosprawnej kolumnie destylacyjne;j.

42. Wzorzec czterochlorku wegla otrzymuje si¢ w
wyniku poddania czterochlorku wegla czystego, pro-
dukcji krajowej, procesowi rektyfikacji na wysokospra-
wnej kolumnie rektyfikacyjne).

43. Wzorzec durenu [1,2,4,5-czterometylobenzenu]
otrzymuje si¢ z handlowego durenu czystego na drodze
kilkakrotnej rektyfikacji pod zmniejszonym ci$nieniem
na wysokosprawnej kolumnie rektyfikacyjnej i krystali-
zacji. _

44, Wzorzec 2,6-dwumetylonaftalenu otrzymuje si¢
z handlowego 2,6-dwumetylonaftalenu czystego na dro-
dze kilkakrotnej rektyfikacji pod zmniejszonym ci$nie-
niem na wysokosprawnej kolumnie rektyfikacyjnej.

Czysto$¢ wzorcow

§ 5. Czysto$¢ wzorcow, czyli st¢zenie skladnika glow-
nego wyrazone w procentach, podana jest w tablicy.

Czystosc
Lp. Nazwa wzorca Symbol chemiczny Masa Znak mlnlma[na Nadany znak
czasteczkowa producenta wzorca typu
% mol

1 2 3 4’ 5 6 7

1 Aceton ’ CH:;COCH3; 58,08 1/79 999 PRL T A-13
2 Benzen ) CsHg 78,11 1/79 9.9 PRL T A-11

3 n-Butylobenzen C¢H{(CH)CH; 134,22 1/79 99.9 PRL T A-72
4 Alkohol n-butylowy CH:CH.CH,CH,OH 74,12 1/79 99.9 PRL T A-14
5 Cykloheksan CHACH;),CH, 84,15 1779 99,9 PRL T A-2
6 Cykloheksanol CHACH,),CHOH 100,15 1779 99,9 PRL T A-S
7 Cykloheksanon CHACH2),CO 98,14 ‘ 1779 99,9 PRL T A-6
8 Etylobenzen CeHsC3H; 106,12 11/79 99.9 PRL T A-17
9 Alkohol etylowy C.H;OH 46,07 1/79 99,9 PRL T A-38
10 Octan etylu CH3COOCH; 88,10 1779 99.9 PRL T A-39
11 Heksadekan CH3(CH2):«CH3 226,45 11779 99,9 PRL T A91
12 n-Heksan CH3(CH32)4CH; 86,17 1779 99,9 PRL T A-l
13 n-Heptan CH3CH3)sCH3 100,20 Iv/79 99,9 PRL T A-19
14 izo-Butylobenzen C¢HsCH(CH3)C,Hs 134,12 1/78 99,9 PRL T A-94
15 izo-Oktan (CH3);CCH,CH(CN3), 114,22 1779 99,9 PRL T A4
16 2-Propanol CH3;CHOHCH3; 60,10 1779 99,9 PRL T A-719
17 2.3,6-Kolidyna (CH3);CsH:N 121,17 1779 99,9 PRL T A-90
18 2,4,6-Kolidyna (CH3):CsHaN 121,17 1779 999 PRL T A-84
19 o-Ksylen CH;CsH/CH; 106,16 1/79 99,9 PRL T A-21
20 m-Ksylen CH;3CsH.CH; 106,16 1779 99,9 PRL T A-20
21 p-Ksylen CHiCsH.CH; 106,16 1/79 99,9 PRL T A9
22 Kumen C¢HsCH(CH3): 120,18 1779 99.9 PRL T A-10
23 2,4-Lutydyna (CH;3).CsH:N 107,16 1/79 99,9 PRL T A-75
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Czystosé
Lp. Nazwa wzorca Symbol chemiczny ‘Masa Znak minimalna Nadany znak
czgsteczkowa producenta wzorca typu
% mol
1 2 3 4 5 6 7
24 2.6-Lutydyna (CH):CsH3N 107,6 - 1779 99.9 PRL T A-29
25 3,5-Lutydyna (CH3):CsH3N 107.16 1779 99.9 PRL T A-89
26 Metylocykloheksan CH«CH(CH),CH: 98,19 1/79 99,9 PRL T A-3
27 2-Metylonaftalen CiHu 142,20 11/79 99.8 PRL T A-93
28 2-Metylopentan CHyCH):CH{CH3). 86,18 1/79 99.9 PRL T A-77°
29 3-Metylopentan CH«(CH:):CH{(CH ;)CH.CH, 114,23 - 1/79 999 PRL T A-88
30 Alkohol metylowy CH;0H 32,04 11/79 99,9 PRL T A-15
3l Naftalen CoHy 128,16 111/79 99.9 PRL T A-30
32 Nonan CHA(CH2)-CH; 128,26 /79 99.9 PRL T A-86
3 n-Oktan CH«(CH,)('H3 114,22 /79 999 PRL T A-8
34 n-Pentan CH«(CH;);CH: 72,14 1/79 99,9 PRL T A-7
35 3-Pikolina CH;C<HyN 93,12 1/79 99.9 PRL T A-32
36 Pirydyna CsHsN 79,10 1779 99.9 PRL T A-80
317 Propylobenzen CsH«(CH31),CH; 120,19 1779 999 PRL T A-85
38 Alkohol propylowy CH,CHCH-OH 60,09 /79 99,9 PRL T A-78
39 Pseudokumen (CH3)5CeH; 120,18 1/79 99,9 PRL T A-34
40 Tiofen CHS 84,14 /79 99,8 PRL T A92
41 Toluen CeHsCH; 92,13 1/79 99,9 PRL T A-12
42 Czterochlorek wegla CClLy 158,84 1/79 99,9 PRL T A-l16
43 Duren [1,2,4,5-czteromety- CeHACH3)4 134,22 1/80 99,9 PRL T A95
lobenzen] _
44 2,6-Dwumetylonaltalen (CH3)2CoHe 156,23 1/80 999 . PRL T A-96

Swiadectwo wzorca

§ 6.1. Do kazdego egzemplarza wzorca powinno by¢
dotaczone $wiadectwo wzorca.

2. Swiadectwo wzorca powinno zawieraé co najmniej
nast¢pujace dane:

1) nazwg 1 adres producenta, .

2) nazwe wzorca i symbol chemiczny substancii
WZOrcowej,

3) znak wzorca nadany przez producenta,

4) nadany znak typu, :

5) okreslenie stopnia czystodci wzorca,

6) dat¢ produkcji wzorca i termin jego waznosci,

7) nazwiska oséb odpowiedzialnych za uwierzytelnie-
nie wzorca.

3. Zaleca sig, aby $wiadectwo wzorca zawieralo po-
nadto nastgpujace dane:

1) wyniki analiz, na podstawic ktorych okreslono

czvstos¢ wzorca,
2) charakterystyke bledow wzorca,
3) spis laboratoridw. ktdre braty udzial w analizach
atestacyjnych,
4) krotki opis stosowanych metod analitycznych.

Opakowanie wzorca

§ 7.1. Wzorce powinny by¢ rozprowadzane w ampul-
kach szklanych zawierajagcych 5 ¢m?® substancji wzor-
cowej, umicszczonyeh w opakowaniu zewng¢trznym z
tworzywa organicznego.

2. Opakowanie wewngtrzne powinno by¢ zaopatrzo-
ne w etykietke z nastgptijacymi danymi:
1) nazwa producenta,
2) nazwa wzorca 1
wzorcowej,

3) znak wzorca nadany przez producenta,
4) nadany znak typu,

5) data produkcji wzorca.

symbol chemiczny substancji

Rozprowadzanie wzorcoéw

§ 8. Rozprowadzaniem wzorcéw zajmuje si¢ Przed-
sigbiorstwo Przemystowo-Handlowe ,Polskie Odczyn-
niki Chemiczne*, Gliwice, ul. Sowinskiego 11.

Postanowienia koncowe

§ 9.1. Wzorce mogag byé wytwarzane do dnia 31
grudnja 1982 r.

2. Po wykonaniu kazdej nastgpnej partii zatwierdzo-
nego wzorca, wytwdrca jest zobowigzany dostarczy(
do Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
trzy egzemplarze wzorca ze $wiadectwami i kompletem
dokumentacji z badar. ”

3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Prezes
Polskicgo Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgorski
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ZARZADZENIE Nr 159
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 15 grudnia 1980 r.

o zatwierdzeniu typéw wzorcéw pestycydow z grupy substancji
czystych, wytwarzanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Wzorcow Materiatow ,Wzormat® w Warszawie ul. Elektoralna 2
(4,8700 A97--A131/1)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narz¢dziach pomiarowych (Dz.
U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
i art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o
utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i
Jako$ci (Dz. U. nr 11, poz. 821 z 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 i § 1! ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urzedu Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkéw i trybu zatwierdzania
typu narz¢dzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
dukeji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21.
z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285
iz 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza si¢, co nastgpuje:

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typy wzorcéw pestycydow z
grupy substancji czystych, zwanych dalej ,wzorcami”,
wytwarzanych 1 rozprowadzanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Wzorcow Materiatow
~Wzormat“ w Warszawie, ul. Elektoralna 2.

2. Wzorcom nadaje si¢ znaki typu podane w tablicy.

§ 2. Wzorce powinny byé wytwarzane zgodnie z
przedstawionymi wzorami (§wiadkami typu zatwierdzo-
nego) 1 dokumentacjg techniczng. :

Zakres stosowania

§ 3.1. Wzorce sg przeznaczone do poréwnawczych
pomiaréw stezenia pestycydéw w badanym materiale.

2. Wzorce nie powinny by¢ stosowane do celéw, do
ktérych niezbedna jest znajomo$¢é sktadu zanieczysz-
czen.

Metody sporzadzania wzorcow

§ 4.1. Wzorzec bromku ctylenu [1,2-dwubromoeta-
nu] otrzymuje si¢ z produktu technicznego na drodzc
destylacji na wysokosprawnej kolumnie rcktyfikacyjne;j.

2. Wzorzec CCC [chlorku chlorocholiny, tj. chlorku
(2-chloroetylo)-tréjmetyloamoniowego] otrzymujc si¢ z
produktu technicznego na drodze dwukrotnej krystali-
zacji z mieszaniny etanolu i octanu etylu [3:1] pota-
.czonej z sorpcja zanieczyszczen na weglu aktywnym,

3. Wzorzec 2,4-D [kwasu 2,4-dwuchlorofenoksyocto-
wego] otrzymuje si¢ z produktu technicznego na drodze
dwukrotnej krystalizacji z benzenu polaczonej z sorpcja
na weglu aktywnym.

4, Wzorzec p, p’-DDA [kwasu 2,4-dwu-(4-chlorofe-
nylo)-octowego] otrzymuje si¢ na drodze syntezy prze-
prowadzone) w skali laboratoryjnej. Otrzymany pro-

dukt oczyszcza si¢ na drodze kierunkowej krystalizacji
ze stopu oraz krystalizacji z rozpuszczalnikéw: chloro-
formu i etanolu.

5. Wzorzec p, p’-DDE [2,2-dwu-(4-chlorofenylo)-1,1-
-dwuchloroetylenu] otrzymuje si¢ na drodze laborato-
ryjnej syntezy i oczyszczania na drodze krystalizacji
z bezwodnego ctanolu.

6. Wzorzee p,p’-DDT [2,2-dwu-~(4-chlorofenylo)-1,1,
I-tréjchloroetanu] otrzymuje si¢ z produktu technicz-
nego na drodze krystalizacji ze stopu i wielokrotnej
krystalizacji z etanolu.

7. Wzorzec DDVP [dichlorfosu, tj. fosforanu 0-(2,2-
-dwuchlorowinylo)-0,0-dwumetylowego] otrzymuje sig¢
7 produktu technicznego na drodze rektyfikacji pod
zmniejszonym ci$nicnicm na wysokosprawnej kolumnie
destylacyjnej.

8. Wrzorzec estru metylowego 2,4-D [estru metylo-

“wego kwasu 2.4-dwuchlorofenoksyoctowego] otrzymuje

si¢ na drodzce syntezy laboratoryjne] i oczyszczania

jej produktu.

9. Wzorzec cstru mctylowego MCPA [estru metylo-
wego kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego] otrzy-
muje si¢ na drodze syntezy laboratoryjnej i oczysz-
czenia jej produktu.

10. Wzorzec o-dwuchlorobenzenu [1,2-dwuchloro-
benzenu] otrzymuje si¢ na drodze syntezy laborato-
ryinej i oczyszezenia produktu na drodze rektyfikacji
na wysokosprawnej kolumnie destylacyjne;.

Il. Wzorzee p-dwuchlorobenzenu  [1,4-dwuchloro-
benzenu] otrzymuje si¢ z produktu technicznego na
drodze rekivfikacji na kolumnie destylacyjnej oraz krys-
talizacji 7z heksanu.

12. Wzorzec dikamby [kwasu 3,6-dwuchloro-2-me-
toksybenzocsowego] otrzymuje si¢ z produktu tech-
nicznego na drodze krystalizacji z benzenu potgczonej
z sorpcja zanieczyszczen na weglu aktywnym.

13. Wzorzec diuronu [N-(3,4-dwuchlorofenylo)-N,N-
-dwumetylomocznika] otrzymuje si¢ na drodze syntezy
laboratoryjncj i krystalizacji produktu z etanolu z do-
datkiem wegla aktywnego.

(4. Wzorzee fenchlorfosu [dermafosu, tj. tionofos-
foranu  0+(2.4,5-tréjchlorofenylo)-0,0-dwumetylowego]
otrzymuje si¢ na drodze syntezy laboratoryjnej i krys-
talizacjit produktu z rozpuszczalnik6w micszanych [eta-
nol-woda] z dodatkicm wegla aktywnego oraz ponownej
krystalizacji z mctanolu.

15. Wzorzecfenitrotionu [tionofosforanu0-(3-metylo-
-4-nitrofenylo)-0,0-dwumetylowego] otrzymuje si¢ na
drodze syntezy laboratoryjnej i rektyfikacji produktu
pod wysoka proznia.

16. Wzorzec fenuronu [3-fenylo-1,l-dwumetylomocz-
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nika] otrzymuje si¢ na drodze syntezy laboratoryjnej
i krystalizacji produktu z metanolu polaczonej z sor-
pcja zanieczyszczei na weglu aktywnym.

17. Wzorzec alfa-HCH [izomeru alfa-1,2,3,4,5,6-sze$-
ciochlorocykloheksanu] otrzymuje si¢ na drodze selek-
tywnej ekstrakcji alkoholem etylowym z mieszaniny
nieaktywnych izomeréw sze$ciochlorocykloheksanu,
stanowiacych produkt uboczny przy produkcji. lindanu.
Wyodrebniony produkt oczyszcza si¢ dalej na drodze
krystalizacji kierunkowej ze stopu oraz krystalizacji
z benzenu.

18. Wzorzec beta-HCH [izomeru beta-1,2,3,4,5,
6-szesciochlorocykloheksanu] otrzymuje si¢ na drodze
krystalizacji z dioksanu, produktu handlowego o czys-
tosci ok. 98%.

19. Wzorzec delta-HCH [izomeru delta-1,234.5,
6-szesciochlorocykloheksanu] otrzymuje si¢ z produktu
handlowego o czystosci ok. 98% na drodze krystaliza-
¢ji z czterochlorku wegla.

20. Wzorzec hydrazydu kwasu maleinowego [1,2-
-dwuwodoropirydazyno-3,6-dionu] otrzymuje si¢ .na
drodze syntezy laboratoryjnej, ktorej produkt cczysz-
cza si¢ na drodze podwodjnej krystalizacji z wody oraz
z dwumctyloformamidu.

21. Wzorzec' karbarylu [N-metylokarbaminianu-1-
-naftylu] otrzymuje si¢ na drodze syntezy. laboratoryj-
nej, ktore] produkt oczyszcza si¢ na drodze trojkrotnej
krystalizacji z etanclu potaczonej z sorpcja zanieczysz-
czen na weglu aktywnym. '

22. Wzorzec kwasu chlorooctowego otrzymuje si¢
z produktu handlowego na drodze krystalizacji z eta-
nolu i chioroformu.

23. Wzorzec kwasu tréjchlorooctowego otrzymuje
si¢ z produktu handlowego na drodze rektyfikacji na
kolumnie.

24. Wzorzec lindanu [izomeru gamma-1,2,3,5,6-sze$-
ciochlorocykloheksanu] otrzymuje si¢ z produktu tech-
nicznego na drodze krystalizacji kierunkowej ze stopu
i alkoholu etylowego.

25. Wzorzec malationu [dwutiofosforanu S-(1,2-
-dwukarboetoksyetylo)-0,0-dwumetylowego] otrzymuje
si¢ na drodze syntezy laboratoryjnej, ktorej produkt
rektyfikuje si¢ pod wysoka préznig.

26. Wzorzec o,p-metoksychloru [2-(o-metoksyfenylo)
-2-(p-metoksyfenylo)-1,1,1-tréjchloroetanu]  otrzymuje
si¢ na drodze syntezy laboratoryjnej, ktérej produkt
oczyszcza si¢ na drodze trzykrotnej krystalizacji z bez-

wodnego etanolu oraz z n-heksanu, a nast¢pnie na
drodze krystalizacji kierunkowej ze stopu.

27. Wzorzec p, p’-metoksychloru [2,2-dwu-(p-metok-
syfenylo)-1,1,1-tr6jchloroetanu] otrzymuje si¢ z produk-
tu technicznego na drodze trzykrotnej krystalizacji eks-
trakcyjnej z rektyfikowanego etanolu.

28. Wzorzec MCPA [kwasu 4-chloro-2-metylofenok-
syoctowego] otrzymuje si¢ na drodze syntezy labora-
toryjnej, ktorej produkt oczyszcza si¢ na drodze krysta-

- lizacji z chloroformu potaczonej z sorpcja zanieczysz-

czen na weglu aktywnym.

29. Wzorzec MCPP [kwasu 2-(4-chloro-2-metylofe-
noksy)-propionowego] otrzymuje sie z produktu tech-
nicznego na drodze czterokrotnej krystalizacji z cyklo-
heksanu potaczonej z sorpcja zanieczyszczen na weglu
aktywnym. .

30. Wzorzec monolinuronu [N-(4-chlorofenylo)—
~-N’-metoksy-N'-metylomocznika] otrzymuje si¢ na dro-
dze syntezy laboratoryjnej, ktérej produkt oczyszcza
si¢ na drodze dwukrotnej krystalizacji z benzenu.

31. Wzorzec symazyny [2-chloro-4,6-dwu-(etyloami-
no)j-1,3,5-triazyny] otrzymuje si¢ na drodze syntezy la-
boratoryjnej. ktorej produkt oczyszcza si¢ na drodze
krystalizacji ckstrakcyjnych z wody, metanolu, ctanolu,
1,4-dioksanu oraz z chloroformu.

32. Wzorzec sze$ciochlorobenzenu otrzymuje si¢ z
produktu handlowego, ktéry oczyszcza si¢ na drodze
krystalizacji ekstrakcyjnej z benzenu i dwusiarczku we-
gla.

33. Wzorzec tetradifonu [2,4,5,4’-czterochlorodwufe-
nylosulfonu] otrzymuje si¢ z produktu technicznego
na drodze krystalizacji ekstrakcyjnej z czterochlorku
wegla, benzenu i alkoholu etylowego.

34. Wzorzec tiuramu [dwusiarczku czterometylo-
dwutiokarbamylu] otrzymuje si¢ z produktu technicz-
nego na drodze dwukrotnej krystalizacji ekstrakcyjnej
z rozpuszczalnikéw mieszanych chloroform — etanol
oraz krystalizacji z benzenu. ,

35. Wzorzec trichlorfonu [(1-hydroksy-2,2,2-tréj-
chloroetylo) fosfonianu-0,0-dwumetylowego] otrzymuje
si¢ z produktu technicznego na drodze krystalizacji
ekstrakcyjnej z alkoholu etylowego oraz krystalizacji
ze stopu.

Czystos¢ wzorcow

§ 5. Czysto$¢ wzorcow, czyli stezenie skladnika glow-
nego wyrazone w procentach, podana jest w tablicy.

Czystosé
Symbol Masa Znak minimalna Nadany
Lp. Nazwa wzorca . . ]
chemiczny czasteczkowa producenta wzorca znak typu
% mol
1 2 3 4 5 6 ST
1 Bromek etylenu C:H.Br: 187,89 1780 99,0 PRL T A-97
1,2-Dwubromoetan :
2 CCC [Chlorek chlorocholiny] CiHANCIL 128,01 1/80 99,0 PRL T A98
Chlorek (2-chloroetylo)-tréjmetyloamoniowy |
3 24D | CeHeOsCI, 221,03 1/80 99,2 PRL T A-99
Kwas 2,4-dwuchlorofenoksyoctowy
4 p.p-DDA 'CiHCl4 318,05 1780 99,0 PRL T A-100
Kwas 2,2-dwu-(4-chlorofenylo)octowy
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Czystosé
Symbol Masa Znak minimalna Nadany
Lp. Nazwa wzorca .
chemiczny czasteczkowa producenta wzorca znak typy
% mol

1 2 3 4 5 6 7

5 p. p’-DDE ‘ C1aH160:Cl, 281,14 1/80 99,2 PRL T A-101
2,2-Dwu-(4-chlorofenylo)-1,1-dwuchloroety- .
len .

6 p. p-DDT C1:HyClIs 354,49 1/80 99,2 PRL T A-102
2,2-Dwu-(4-chlorofenylo)-1,1,1-tréjchloroetan .

7 DDVP (Dichlorfos) C:H/OLLP 220,94 1/80 99,2 - -PRL T A-103
Fosforan 0-(2,2-dwuchlorowinylo)-0,0-dwu-
metylowy

8 Ester metylowy 24-D CsH40:CI, 233,96 1/80 99,0 PRL T A-104
Ester metylowy kwasu 2,4-dwuchlorofeno-
ksyoctowego

9 Ester metylowy MCPA C10H110;CI 214,64 1/80 99,0 PRL T A-105
Ester metylowy kwasu 2-metylo-4-chloro-
fenoksyoctowego

10 o-Dwuchlorobenzen CeHCI, 147,01 1/80 99,2 | PRL T A-106
1,2-Dwuchlorobenzen

11 p-Dwuchlorobenzen CsH.CI, 147,01 1780 99,2 PRL T A-107
1,4-Dwuchlorobenzen

12 Dikamba CsHeO1Cl, 221,04 1780 99,0 PRL T A-108
Kwas 3,6-dwuchloro-2-metoksybenzoesowy

13 Diuron CsH1cONCI; 233,09 1/80 99.0 PRL T A-109
N-(3,4-dwuchlorofenylo)-N’,N’-dwumetylo-
mocznik

14 Fenchlorfos [Dermafos] CsH30,CI3PS 321,55 1/80 99,0 PRL T A-110
Tionofosforan 0-(2,4,5-tr6jchlorofenylo)-0,0- '
-dwumetylowy

15 Fenitrotion CsH1:0sNSP 276,35 1/80 99,0 PRL T A-111
Tionofosforan 0-(3-metylo-4-nitrofenylo)- -
-0,0-dwumetylowy

16 | Fenuron CsH:0N; 165,09 1/80 99,0 PRL T A-112
3-Fenylo-1,1-dwumetylomocznik

17 Alfa — HCH CsHeCLs 290,85 1/80 99,2 PRL T A-113
Alfa-1,2,3,4,5 6-szesciochlorocykloheksan '

18 Beta-HCH CeHeCls 290,85 1780 99,2 PRL T A-114
Beta-12,3,4,5,6-szesciochlorocykloheksan

19 Delta-HCH .| CeHeCls 290,85 1/80 99,2 PRL T A-115
Delra-1,2,3,4,5,6-sze$ciochlorocykloheksan

20 Hydrazyd kwasu maleinowego CH4O:N, 112,09 1/80 99,0 PRL T A-116
1,2-Dwuwodoropirydazyno-3,6-dion

21 Karbaryl C;HO:N 201,21 1/80 99,0 PRL T A-117
N-metylokarbaminian-1-naftylu .

22 Kwas chlorooctowy C:H;0.CL 94,50 1/80 99,0 PRL T A-118

23 Kwas tréjchlorooctowy C:H20.CI; 163,40 1/80 99,2 PRL T A-119

24 Lindan CeHeCls 290,85 1/80 99,2 PRL T A-120
Gamma-1,2,3,4,5,6-szesciochlorocykloheksan -

25 Malation CioH1506S,P 330,34 1/80 © 99,0 PRL T A-121
Dwautiofosforan S-(1,2-dwukarboetoksyety-
10)-0,0-dwumetylowy

26 o,p-Metoksychlor C16H150:C1, 345,66 1/80 99,2 PRL T A-122
2-(o-metoksyfenylo)-2-(p-metoksyfenylo)-1,1,
1-tréjchloroetan ‘

27 p.p’-Metoksychlor Ci6H 1502l 345,66 1/80 99,2 PRL T A-123
2,2-Dwu-{p-metoksyfenylo)-1,1,1-tréjchloro- :
etan

28 MCPA CyH0;CE 200,61 1/80 99,0 PRL T A-124
Kwas 4-chloro-2-metylofenoksy-octowy

29 MCPP _ CioH1104CI 214,64 1/80 99,0 PRL T A-125
Kwas 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)-octowy

30 Monolinuron CoH1;0:NCl 214,65 1/80 99,0 PRL T A-126
N-(4-chlorofenylo)-N’-metoksy-N’-metylo- :
mocznik

31 Symazyna CH12NsCE 201,64 1/80 99,2 PRL T A-127

. 2-Chloro-4,6-dwu-(etyloamino)-1,3,5-triazyna

32 Szeéciochlorobenzen CCls 284,01 1/80 99.0 PRL T A-128

3 Tetradifon C1;HeO:CLS 356,05 1/80 99,2 PRL T A-129
2,4,5.4-Czterochlorodwufenylosulfon




poz. 5, 6 DZIENNIK NORMALIZACI I MIAR nr 2/81 r. 48
Czystosé
Symbol Masa Znak minimalna Nadany
Lp. Nazwa wzorca . . o
chemiczny czasteczkowa producenta wzorca znak typu
% mol
I 2 3 4 . 5 6 7
34 Tiuram CeH1:N2S, 240,42 /80 99,0 PRL T A-130
Dwustarczek czterometylodwutiokarbamylu
3s Trichlorfon CsHOLCL:P 257,44 1/80 99,2 PRL T A-13]
(1-hydroksy-2,2,2-tréjchloroetylo)-fosfonian-
0,0-dwumetylowy

Swiadectwo wzorca

§ 6.1. Do kazdego egzemplarza wzorca powinno byé

dotaczone $wiadectwo wzorca.

2. Swiadectwo wzorca powinno zawiera¢ co najmniej

nastgpujace dane: '

1) nazwg 1 adres producenta,

2) nazw¢ wzorca i symbol chemiczny substancji

WZOTCOWE],

3) znak wzorca nadany przez producenta,

4) nadany znak typu,

5) okreSlenie stopnia czystosci wzorca,

6) dat¢ produkcji wzorca i termin jego waznosci,

7) nazwiska o0soéb odpowiedzialnych za atestacje

wzorca.

3. Zaleca si¢, aby $wiadectwo wzorca zawieraio po-

nadto nast¢pujace dane:

1) wyniki analiz, na podstawie ktorych okreslono
czystos¢ wzorca, !

2) charakterystyk¢ bledéw wyznaczenia stezenia
skladnika gtéwnego jako obszar niepewnoéci dla
prawdopodobienistwa réwnego co najmniej 95%,

3) spis laboratoriéw, ktére braty udziat w analizach
atestacyjnych, -

4) krotki opis stosowanych metod analitycznych.

Opakowanie wzorca

§ 7.1. Wzorce powinny by¢ rozprowadzane w opa-
kowaniach szklanych zawierajagcych | g substancji

wzorcowej, umieszczonych w opakowaniu zewngtrznym
Z tworzywa organicznego.

2. Opakowania zewngtrzne i wewngtrzne powinny
by¢ zaopatrzone w etykiety z nastepujgcymi danymi:

1) nazwa producenta,

2) nazwa wzorca i symbol chemiczny substancji

wzorcowej,

3) znak wzorca nadany przez producenta,

4) nadany znak typu,

5) data produkcji wzorca.

Rozprowadzanie wzorcow

§ 8. Rozprowadzaniem wzorcdw zajmuje si¢ Cen-
tralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Wzorcéw Ma-
teriatéw ,Wzormat“, Warszawa ul. Elektoralna 2 oraz
Przedsigbiorstwo Przemystowo-Handlowe , Polskie Od-
czynniki ‘Chemiczne®, Gliwice, ul. Sowinskiego 11.

Postanowienia koricowe

§ 9.1. Wzorce moga by¢ wytwarzane bezterminowo.

2. Okres waznosci wzorcéw okresiony jest w dota-
czonych $§wiadectwach.

3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Prezes
Polskiego Kontitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz, T. Podgdrski

ZARZADZENIE Nr 160
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 15 grudnia 1980 r.
o zatwierdzeniu typu woltomierzy cyfrowych o znaku fabrycznym
V-540, wytwarzanych przez Centrum Naukowo-Produkcyjne
Technik Komputerowych i Pomiaréw ,Mera-Centrum“ w Warszawie

(4,91 173/1)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych (Dz. U.
z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. §3)
iart. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworze-
niu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jako$ci
(Dz. U. nr 11, poz. 821z 1979 r. nr 2, poz. 7) oraz
zgodnie z § 2 1 § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa Cen-

r

tralnego Urzedu Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkdéw i trybu zatwierdzania
typu narzedzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285
1z 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza sig, co nastgpuje:



49 DZIENNIK NORMALIZACJI T MIAR nr 2/81 1.~

Postanowienia ogodlne

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ woltomierzy cyfrowych o
znaku fabrycznym V-540. zwanych dalej ,woltomierza-
mi cyfrowymi“, wytwarzanych przez Centrum Nauko-
wo-Produkcyjne Technik Komputerowych i Pomlarow
~Mera-Centrum® w Warszawie.

2. Woltomierzom cyfrowym nadaje si¢ znak typu

PRL T-173. .-

§ 2. Woltomierze cyfrowe powinny by¢ wytwarzane
zgodnie z przedstawionymi wzorami ($wiadkami typu
zatwierdzonego) i dokumentacja techniczng oraz odpo-
wiada¢ wymaganiom PN-71/T-06500 i ZN-78/Mera-8/
00/75.

Zakres i warunki stosowania

§ 3. Woltomierze cyfrowe sg przeznaczone do po-
miaru napigcia statego.

Charakterystyka techniczna

§ 4.1. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne
woltomierzy cyfrowych sg nastepujace:
1) btad podstawowy 1(0,05% wartosci mie-
rzonej + 0,01% warto-
sci podzakresu),

2) zakres pomiarowy 10 uV..250 V,
3) podzakresy pomia- 100 mV, 1 V, 100 V,
rowe 250 V,

poz. 6, 7
4) przekroczenie pod-
zakresu pomiaro-
wego ‘ 20 %,
5) maksymalna czutosé 10 uV,
6) rezystancja wejscio-
wa:
" — na podzakresach
100 mVilyV 10000 M,
— na podzakresach.
10 V, 100 V
125 V 10 MQ,
7) pobdr mocy 25 VA,
8) napiecie zasilajace 220 V *10%,
9) zakres temperatur
pracy 0+50°C,
10) wymiary zewngtrzne (219x128x308) mm,
11) masa 0,5 kg.

2. Zmiany podzakreséw dokonuje si¢ za pomoca
przetacznikéw typu ,isostat“ produkcji Z.R. ,Eltra®
w Bydgoszczy.

Postanowienia konicowe

§ 5. Woltomierze cyfrowe mogg byé wytwarzane do
dnia 31 grudnia 1985 r.

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisa-
nia.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski

7
ZARZADZENIE Nr 15
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI

z dnia 5 lutego 1981 r.

zmieniajace zarzadzenie o zatwierdzeniu typu miernikdw

poziomu dzwigku o typie fabrycznym T-01, wytwarzanych

przez Zaktad Aparatury Akustycznej w Bialymstoku
(4,9983 5026/1,1)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narzedziach pomiarowych (Dz. U.
z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 1 Jakosci
(Dz.U.z 1972 r. nr 11, poz. 8212z 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 i § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urzedu Jakosci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkdéw i trybu zatwierdzania
typu narzedzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
-dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285
iz 1977 r. nr 1, poz. 11) zarzadza sig¢, co nastepuje:

§ 1. W zarzadzeniu nr 86 Prezesa Polskiego Komite-

tu Normalizacji i Miar z dnia 14 lipca 1978 r. o zatwier-
dzeniu typu miernikéw poziomu dZzwieku o typie fab-
rycznym T-01, wytwarzanych przez Zaktad Aparatury
Akustyczne) w Biatymstoku (Dz. Norm. i Miar nr
16, nr klas. metrolog. 4,9983 5026/1) § 6 otrzymuje
brzmienie:

»8 6. Mierniki moga by¢ wytwarzane do dnia 31 grud-
nia 1983 r.“

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisa-
nia. :

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski
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ZARZADZENIE Nr 16 )
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 5 lutego 1981 r.
o zatwierdzeniu typu miernikéw promieniowania optycznego
wytwarzanych przez Polskie Zvaklady'O'ptyczne ‘'w Warszawie
(4,855 M8/1/80/1)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o miarach i narzedziach pomiarowych (Dz. U.
z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83)
1 art. 2 ust. | ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
(Dz. U. z 1972 r. or 11 poz. 8212 1979 r. nr 2, poz. 7)
oraz zgodnie z § 2 1 § 11 ust. 2 zarzadzenia Prezesa
Centralnego Urzedu Jako$ci i Miar z dnia 11 stycznia
1967 r. w sprawie warunkéw i trybu zatwierdzania
typu narz¢dzi pomiarowych przeznaczonych do pro-
dukcji seryjnej (Monitor Polski z 1967 r. nr 4, poz. 21,
z 1970 r. nr 4, poz. 39, z 1972 r. nr 53, poz. 285
iz 1977 r. nr |, poz. 11) zarzadza sig, co nastgpuje:

Postanowienia ogélne

§ 1.1. Zatwierdza si¢ typ miernik6w promieniowa-
nia optycznego wytwarzanych przez Polskie Zakiady
Optyczne w Warszawie,

2. Miernikom promieniowania optycznego nadaje si¢
znak typu PRL T — MS8/1/80.

§ 2. Mierniki promieniowania optycznego powinny
by¢ wykonane zgodnie z przedstawionymi wzorami
(Swiadkami typu zatwierdzonego) oznaczonymi nume-
rami: 0004, 0005, 0009 i odpowiada¢ wymaganiom
przepiséw stanowigcych zalgcznik do:

1) zarzadzenia nr 64 Prezesa PKNiM z dnia 20 maja
1977 1. w sprawie ustalenia przepiséw o kontrolnych
i uzytkowych luksomierzach z odbiornikiem fotoelek-
trycznym (Dz. Norm. i Miar nr 12, nr klas. metrolog.
3,844/2),

2) zarzadzenia nr 65 Prezesa PKNiM z dnia 20 maja.
1977 r. w sprawie ustalenia przepiséw o fotoelektrycz-
nych miernikach luminancji (Dz. Norm. i Miar nr 12,
nr klas. metrolog. 3,845/1) '

Zakres stosowania

§ 3. Mierniki promieniowania optycznego sa prze-
znaczone do pomiaréw promieniowania elektromagne-
tycznego w zakresie dlugosci fal od 230 nm do 10° nm.

W zaleznoéci od stosowanej nasadki stuza do:

1) pomiaré6w nate¢Zzenia oS$wietlenia,

2) pomiaréw luminancji,

3) pomiar6w nat¢zenia napromienienia nadfioletu
ocenianego wg efektywnos$ci bakteriobdjczej lub
koniunktywalnej lub erytemalnej,

4) pomiar6w natg¢zenia napromienienia cieplnego.

Postanowienia Kkoricowe

§ 4. Mierniki mogg byé wytwarzane do dnia 31 grud-
nia 1985 r. '

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w Zzycie z dniem podpisa-
nia.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako$ci

wz. T. Podgorski





